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同位体制御された 167
Er

3+が添加された Y2SiO5 (
167

Er:YSO)結晶は、量子メモリの候補として近年

注目を集めている[1,2]。167
Er

3+の量子メモリ実現には、通信波長帯光子で光学遷移する 167
Er

3＋電

子状態のコヒーレント操作に関するパラメータを見積もることが必要不可欠である。我々は、
167

Er:YSO を用い超微細構造準位間のエネルギー緩和時間、ラビ周波数及び遷移双極子モーメント

をこれまで報告してきた[3,4]。167
Er

3+のコヒーレント操作にはこれらのパラメータに加え、光学遷

移する二準位間のコヒーレンス時間 T2を見積もる必要がある。本発表では、これまでに報告例の

無い無磁場下での超微細構造準位間光学遷移のT2 について2パルスフォトンエコーにより測定し

た結果を報告する。 

フォトンエコーは試料温度 2.2 K の無磁場下で測定された。観測されたエコーの減衰曲線は速

い減衰成分と遅い成分により構成される(Fig.1)。速い成分は 167
Er

3+の電子スピンと 89
Y

3+核スピン

間相互作用による寄与であると考えられる[5]。遅い成分は光学遷移のコヒーレンス時間を表し、

T2 = 12 μsとなった。これは、Stark準位の T2 = 3.7 μs [6]より長い。これらのことは 167
Er

3+電子状態

を無磁場下でコヒーレント操作するために重要な T2 を初めて明らかにしたとともに、
167

Er
3+の超

微細構造がこれまでに知られているどの Er
3+光学遷移より長い T2を有することを示すものである。

当日は、本研究より得られた T2を用い
167

Er
3+添加結晶への量子メモリプロトコル適用の妥当性を

数値解析によって考察する。 
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Fig. 1. (a)The energy level structure in 167Er:YSO. (b)Photon echo decay measured at 2.2 K. Black  
circles and a red line represent the measured echo intensities and the single exponential fit, 

respectively. The inset shows a photon echo sequence and an echo decay envelope. 
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